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１．概要（Summary） 

我々の研究グループでは主に，熱電変換材料への応

用が検討されている Si のマイクロスケール，ナノスケール

の熱伝導現象に関する研究とマイクロ/ナノ構造表面の液

滴の動的濡れに関する研究を行っている．前者に関して

は Si を微細構造化させた場合の熱電変換能の変調メカ

ニズムを解明するために，実験試料として用いる Si のナノ

構造体の作製やそれらの熱伝導率計測を行うために不可

欠な計測デバイスを加工する必要があり，後者に関しては

動的濡れ性実験の試料として利用するための高アスペク

ト比のマイクロ・ナノスケール構造をバルクシリコン基板表

面に製作する必要がある． 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
光リソグラフィ装置 MA-6, 高速大面積電子線描画装置 

F5112, 高速シリコン深掘りエッチング装置など 
【実験方法】 

Si のナノ構造体は，主にメタルアシストエッチング法を

利用してバルク Si 基板や粉体表面に様々な形状やアス

ペクト比の構造を製作することで準備した．熱伝導率計測

用デバイスは電子線描画装置で作成したフォトマスクを利

用して，多段階フォトリソグラフィによってサスペンド計測

デバイスを製作した．動的濡れ性実験の試料は，フォトリ

ソグラフィによって形状をパターンニングした後，深堀りエ

ッチング装置を利用して高アスペクト比の溝を製作した． 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

ドラフトを利用したメタルアシストエッチングにより，Fig. 
1(a)に示したようなナノ構造体をバルク Si 基板や粉体表

面に作成することに成功した．また反応時間や溶媒の組

成を制御することで，構造体のサイズやアスペクト比を制

御可能であることがわかった．また，Fig. 1(b)，(c)にナノ

スケール熱伝導率計測を行うために製作した計測デバ

イスの顕微鏡像を示した．Fig. 1(b)はフォトリソグラフィに

よって試料表面に加工したヒーター/測温抵抗体として動

作する金属細線である．Fig. 1(c)は Si の熱電変換能を

評価するために製作した計測デバイスであり，SOI 基板

を開始材料として利用した独自の多段階フォトリソグラフ

ィ行程によって，厚み 100 nm の Si 薄膜のサスペンド構

造の作製に成功した．また,Fig. 1(d)のように動的濡れ実

験に用いるためのアスペクト比1:10以上のシリコンマイク

ロ構造の製作に成功した． 

 Fig. 1 Microscope images of micro / nanostructures 
fabricated in Takeda CR.  
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